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Reactive high power impulse magnetron sputtering of vanadium oxides
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Diplomova prace se zabyva piipravou tenkych vrstev oxidii vanadu pomoci reaktivni vysokovykonové
pulzni magnetronové depozice a jejich charakterizaci. Autor mé&l za cil seznamit se s problematikou
piipravy vrstev pomoci experimentalnich zafizeni na katedfe fyziky, piipravit pod dohledem sérii
vrstev, urCit jejich vlastnosti a najit souvislosti mezi vlastnostmi vrstev a vybojovymi parametry.

Prace je psana v anglickém jazyce, ma typickou strukturu a obsahuje viechny nezbytné kapitoly.
Graficka uprava je vyborna, co se tySe textu. Grafy a obrazky viak nemaji v celé praci jednotny styl
(velikost, popisky os), coz Ize omluvit jen u obrazkii prevzatych z jinych zdroji. Kladné& hodnotim
rozsah citované literatury (47 polozek). Seznam pouzité literatury na konci prace viak nedodrzuje
jednotny citaéni styl.

V kapitole 2 autor velmi dobfe shrnuje souasny stav problematiky. Dle mého nazoru viak mohlo byt
Jeste vice pozornosti vénovano problematice termochromickych vrstev na tkor pomérné detailniho
popisu vybranych aspektii vysokovykonového pulzniho magnetronového napraSovani, ktery neni
v dalsi ¢asti prace nijak vyuzit.

V kapitole 4 je popsana metodologie pfipravy vrstev a jejich charakterizace. Pouzité metody jsou
vhodné zvoleny a popis se omezuje na informace nutné pro pochopeni ziskanych vysledkii.

Vramci diplomové prace autor prozkoumal 12 vrstev oxidd vanadu pfipravenych za riznych
podminek. V kapitole 5 autor prezentuje ziskané vysledky. Ve dvou piipadech bylo prokazano
termochromické chovani vrstev pii zméné teploty do 100 °C. Autor také odhalil souvislost mezi
vlastnostmi vrstev a depoziénimi parametry, zejména délkou pulzu, teplotou substratu a tloustkou
vrstev. Prezentace vysledki jednotlivych analyz je viak prevazné popisna bez hlubsi diskuze. V praci
mi chybi shrnuti propojujici zavéry jednotlivych analyz. Orientace ve vysledcich je velmi slozita.
V tabulce 5.3 chybi kli¢ovy tidaj o dob& depozice, ktery piimo ovliviiuje mé&fenou tloustku vrstev.
Zpusob prezentace vysledkii v grafech, kde podstatné informace o vrstvach jsou skryty v popiscich
pod obrazkem je krajné nepiehledny (viz napt. obr. 39 a 40). Také bych v této &asti prace uvital
porovnani s vysledky jinych autori, vzdyt v kapitole 2 je jich fada zmin&na.

Oceiiuji snahu autora psat v anglickém jazyce. Nevyvaroval se ale vét§iho mnozstvi chyb. V praci se
obas vyskytuji chybné piedlozkova spojeni. Obsah nékterych vét je kviili pouziti nevhodného slova
nebo Spatné vétné stavbé obtizn& pochopitelny. Casto se objevuji chyby v psani ¢lenii a interpunkce.

VSechny stanovené cile diplomant splnil a i pfes uvedené nedostatky je prace na dobré urovni.
Doporucuji proto diplomovou préci pana Be. ToméaSe Vytiska k obhajob& a navrhuji hodnoceni velmi
dobfie.



Dopliiujici otazky:

1. 'V kapitole 2 se zaméhuji pojmy ,.rutile structure” a ,tetragonal structure®. Prosim Vas o vysvétleni
téchto pojmu a jejich souvislosti.

2. 'V zavéru tvrdite, ze podle elipsometrickych méfeni vykazuje nejlepsi termochromické vlastnosti
vrstva piipravena pfi #1 = 80 ps, =400 °C a ¢ = 2700 s. Na obrazku 40 vSak nejvétsi A¥ vykazuje
vrstva s £ = 1350 s. Cim je to zplisobeno?

3. Jak si vysvétlujete zjisténi, Ze p¥i dvojnasobné dobé depozice vzroste tloustka vrstvy v nejlepSim

pripadé& 1.6 krat pfi teploté substratu 400°C a 1.9 krat pii nevyhiivaném substratu.

4. Jaka by mé&la byt tloustka termochromické vrstvy pfi aplikaci na okenni tabule?
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